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南通MgF2靶材工厂

生成日期: 2025-10-28

为确保足够的导热性，可以在阴极冷却壁与靶材之间加垫一层石墨纸。请注意一定要仔细检查和明确所使
用溅射头冷却壁的平整度，同时确保O型密封圈始终在位置上。由于所使用冷却水的洁净程度和设备运行过程
中可能会产生的污垢会沉积在阴极冷却水槽内，所以在安装靶材时需要对阴极冷却水槽进行检查和清理，确保
冷却水循环的顺畅和进出水口不会被堵塞。有些阴极设计是与阳极的空隙较小，所以在安装靶材时需要确保阴
极与阳极之间没有接触也不能存在导体，否则会产生短路。请参考设备商操作手册中关于如何正确安装靶材的
相关信息。在收紧靶材夹具时，请先用手转紧一颗镙栓，再用手转紧对角线上的另外一颗镙栓，如此重复直到
安装上所有镙栓后，再用工具收紧。金属化合物的二次电子发射系数比金属的高，靶中毒后，靶材表面都是金
属化合物。南通MgF2靶材工厂

固定板200的厚度为10mm～15mm。若所述固定板200的厚度过大，使得所述固定板200的重量过大，不便
于使用，影响操作的灵活性。若所述固定板200的厚度过小，导致所述固定板200的强度和韧性较差，影响所述
靶材抛光装置100的使用寿命。所述抛光片300表面与靶材侧壁表面及经圆角处理的侧棱相匹配。所述抛光片300
表面具有磨砂颗粒，用于增加所述抛光片300与靶材表面间的摩擦力，以提高抛光效率。抛光片300包括抛光片
部分310、抛光片第二部分320及抛光片第三部分330。所述抛光片部分310设置于所述顶板210的底部。所述抛光
片第二部分320设置于所述顶板210与所述侧板220的拐角处，且在所述抛光片部分310及抛光片第三部分330间平
滑的过渡。所述抛光片第三部分330设置于所述侧板220的内侧面上，所述抛光片第三部分330表面与抛光片部
分310表面垂直。南通MgF2靶材工厂溅射出靶材的原子、原子团、离子、电子、光子等，原子、离子、原子团
沉积到基材上形成薄膜。

防护层为弹性材料，所述防护层的质地软，能够在所述固定板及靶材间提供缓冲，避免所述固定板触撞靶
材导致靶材受损。具体实施方式：为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂，下面结合附图对本
发明的具体实施例做详细的说明。一种靶材抛光装置100，包括：固定板200，所述固定板200包括顶板210和位
于所述顶板210一侧的侧板220；抛光片300，位于所述固定板200内侧面上，其中位于固定板200弯折处的抛光
片300呈弧状。固定板200能够起到支架的作用，以固定支撑所述抛光片300，便于操作人员使用所述靶材抛光装
置100。顶板210呈矩形状，所述侧板220也呈矩形状。固定板200内侧面弯折处形成夹角。具体的，所述侧板220
表面垂直于所述顶板210表面，即所述夹角为90°。在其他实施例中，所述夹角还可以大于90°且小于180°。

靶材抛光装置100还包括：把手，所述把手设置于所述固定板200的外表面上。为便于操作人员双手抓握，所述
把手的数量为两个，其中一个所述把手设置于所述固定板200的顶部，另一个所述把手设置于所述固定板200的
侧壁上，该设置方式有利于提高操作人员手持所述靶材抛光装置100进行抛光作业的便捷性。本实施例中，两个
所述把手分别为把手510和第二把手520，所述把手510设置于所述顶板210上，所述第二把手520设置于所述侧
板220上。本实施例中，所述把手510包括杆状部511和第二杆状部512，所述杆状部511的一端连接所述顶板210，
另一端连接所述第二杆状部512。所述杆状部511延伸方向与所述顶板210表面相垂直，所述第二杆状部512延伸
方向与所述顶板210表面相平行。所述把手510的结构有利于操作人员牢固的抓握所述把手510，防止从所述把
手510上滑脱。
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通常是放热反应，反应生成热必须有传导出去的途径，否则，该化学反应无法继续进行。

真空技术中的清洁处理 (一)概述    真空技术清洁处理一般指的是真空装置的结构材料、填装材料和真
空零(部)件的清洁处理。去除或减少污染物将有利于获得良好真空，增加连接强度和气密性，提高产品的寿命
和可靠性。 (二)污染物的几种类型 ①油脂:加工、安装和操作时沾染的润滑剂、真空油脂等; ②水滴:操作时
的手汗，吹玻璃时的唾液等; ③表面氧化物:易氧化材料长期基露或放置在潮湿大气中所形成的表面氧化物; ④
酸、碱、盐类物质:清洗后的残余物质、手汗、自来水中的矿物质等; ⑤空气中的尘埃及其它有机物。 (三)污
染的形成及其影响 真空装置由许多不同的零件组成，它们都是经过各种机械加工完成的，如车、铣、刨、磨、
锉、焊接等。这样，零件表面不可避免地会沾上许多加工油脂、汗痕、抛光膏、焊剂、金属屑、油垢等污染物。
这些污染物在真空中易挥发，影响真空设备的极限真空。此外，污染物在大气压下吸附了大量的气体，在真空
环境中，这些气体也要被释放出来。构成了限制真空设备极限真空的因素。为此，零件组装前必须掉污染物。
厚度适中：3mm左右，太厚，消耗部分磁强；太薄，容易变形。南通MgF2靶材工厂

不抛光去除表面变质部分，沉积到基材上的膜层性质就是表面变质的杂质。南通MgF2靶材工厂

靶材磁控溅射的原理是什么？磁控溅射原理：在被溅射的靶极(阴极)与阳极之间加一个正交磁场和电场，
溅射靶材在高真空室中充入所需要的惰性气体(通常为Ar气)，磁铁在靶材料表面形成250～350高斯的磁场，同
高压电场组成正交电磁场。在电场的作用下，Ar气电离成正离子和电子，靶上加有一定的负高压，从靶极发出
的电子受磁场的作用与工作气体的电离几率增大，在阴极附近形成高密度的等离子体，Ar离子在洛仑兹力的作
用下加速飞向靶面，以很高的速度轰击靶面，使靶上被溅射出来的原子遵循动量转换原理以较高的动能脱离靶
面飞向基片淀积成膜。磁控溅射一般分为二种：直流溅射和射频溅射，其中直流溅射设备原理简单，在溅射金
属时，其速率也快。而射频溅射的使用范围更大，除可溅射导电材料外，也可溅射非导电的材料，同时还司进
行反应溅射制备氧化物、氮化物和碳化物等化合物材料。溅射靶材射频的频率提高后就成为微波等离子体溅射，
目前常用的有电子回旋共振(ECR)型微波等离子体溅射。南通MgF2靶材工厂

江阴典誉新材料科技有限公司地处江苏省江阴市，是一家专业生产溅射靶材和蒸发材料的公司，溅射靶材
充分借鉴国外的先进技术，并通过与国内外**研发机构合作，整合各行业资源优势，生产出多系列***溅射靶材
产品。 公司目前主要生产金属，合金，陶瓷三大类靶材产品。经过几年的发展和技术积累，已经拥有：真空热
压，冷压烧结，真空熔炼，热等静压，等离子喷涂等技术。另外也可根据客户要求研发新型靶材并提供靶材金
属化、绑定和背板服务。 江阴典誉新材料科技有限公司已为以下行业提供***的靶材：平面显示、装饰与工具、
太阳能光伏和光热、电子和半导体、建筑与汽车玻璃大面积镀膜等工业领域。同时也为国内外各大院校和研究
所提供了很多常规和新型的试验用靶材。 江阴典誉目前拥有真空热压炉两台，冷压烧结炉一台，真空熔炼设备
两台，等静压设备一台，等离子喷涂两套，绑定平台两套，各类机加工设备七台，检验设备若干，确保出厂的
每件产品都能达到甚至超过客户的预期。 江阴典誉秉承：“一切以客户的需求为导向，客户的所有需求一次做
好。”的发展理念。


